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Kurztitel: Plagiatschutz durch nasschemische Funktionalisierung von Garnen 

Langtitel: Gezielte nasschemische Sequenzfunktionalisierung von Garnen für den Plagiatschutz 

und als Sensorgarn (IGF 17760 N) 

Teaser:  

Die nasschemische Funktionalisierung strukturgespulter Garne bietet die Möglichkeit, den Produkt- 

und Markenschutz mit geforderter höherer Informationsdichte und Schutzwirkung intrinsisch und 

wirtschaftlich umzusetzen. Durch unterschiedliche Dichten innerhalb des strukturgespulten 

Spulenwickels entstehen bei der nasschemischen Funktionalisierung im Färbeapparat unsichtbare 

Merkmale, die sequentiell auftreten. Diese können durch verschiedene Spulstrategien variiert 

werden. Neben diesem Einsatzzweck kann diese neue Technologie auch zur Herstellung sensorischer 

Garne genutzt werden.  

Text:   

Im Rahmen des Projektes konnte die Herstellung sequenzfunktionalisierter Garne entwickelt und 

aufgezeigt werden. Die entwickelte strukturierte Spulstrategie zur Erzeugung von Sequenzspulen 

erzeugt periodische, dichtere Bereiche mit einer funktionsabgestimmten Fadenposition. Die 

angestrebten Funktionalitäten für den unsichtbaren Plagiatschutz werden durch den Einsatz von 

Lumineszenzpigmenten auf dem Garn erreicht. Die mit dem bloßen Auge nicht erkennbaren Partikel 

erzeugen ein individuelles Lichtspektrum, welches unverwechselbar wie ein Fingerabdruck ist. Mit 

Hilfe eines Handspektrometers kann bei allen hergestellten Nahtmustern eine schnelle 

Authentifizierung erfolgen. 

Im Projekt wurde ein Leitfaden für die Herstellung geeigneter Sequenzspulen und deren 

nasschemische Sequenzfunktionalisierung erstellt, der insbesondere KMU befähigt, diese neuartige 

Technologie schnell in die eigenen Abläufe zu integrieren und umzusetzen. Sie können somit schnell 

und flexibel mit unterschiedlich funktionalisierten Garnen auf den Markt reagieren. 

 
Sequenzspulen, mit (links) und ohne (rechts) Abstand zur Stützwalze gespult 
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Spektrum eines gewaschenen Nahtmusters mit relevanten Wellenlängen 
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